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我々は電子線励起アシスト顕微鏡（Electron beam Excitation Assisted Microscope，EXA顕微鏡）

を開発している[1]．本顕微鏡では蛍光薄膜を電子線励起することにより微小領域に発生するカソ

ードルミネッセンス (CL) を光源にして試料を観察する．蛍光膜は真空と大気圧を分離する封止

膜としても機能するため，現在は機械的強度の高い Si3N4膜を用いている．しかし，Si3N4膜では

実時間に観察するための十分な発光強度が得られないため，本研究では Si3N4膜上に蛍光層として

ZnO膜を形成することにより高い発光強度を有する蛍光膜を作製し，観察における S/Nの向上を

目指している．EXA顕微鏡における空間分解能は蛍光膜の膜厚に依存するため，可能な限り薄い

膜とする必要がある．また，観察時のバッググラウンドの発光を均一にするため，蛍光膜表面の

形状を均一化することが必要である． 

前回は RFマグネトロンスパッタによる成膜において，基板温度 200 °C ～ 400 °Cの範囲では

温度の増加に伴って ZnO膜の発光強度が向上し，膜表面の粒子サイズが均一化したことを報告し

た[2]．今回は，より高温 (500 °C以上) の基板温度で成膜した ZnO膜の発光特性と，成膜した膜

を用いて得られる EXA顕微鏡像の評価について報告する． 

ZnO膜は，各基板温度で膜厚がそれぞれ 100 nm程度になるように成膜した．基板には Si3N4/Si 

(Si3N4の膜厚 50 nm) を用いた．成膜後，膜の発光特性

を CL測定により評価した．また，成膜した ZnO膜を

用いて EXA顕微鏡により大気圧下の試料を観察した．  

Fig．1に各基板温度で成膜した ZnO膜の加速電圧 

5 kVにおける CLスペクトルを示す．基板温度 500 °C

で成膜した膜は，最も膜厚が薄いにもかかわらず発光

強度が最も高く，200 °Cで成膜した膜の 37倍であっ

た．このことから高温で成膜した ZnO膜を用いること

により，より高い S/Nでの EXA顕微鏡観察が期待で

きる． 
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Fig.1 CL spectra of ZnO films deposited 

at different substrate temperatures. 
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